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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年10月29日(2015.10.29)

【公開番号】特開2015-120611(P2015-120611A)
【公開日】平成27年7月2日(2015.7.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-042
【出願番号】特願2013-264358(P2013-264358)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｂ  20/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/04     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   7/26     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  33/38     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/004    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/09     (2006.01)
   Ｂ２９Ｌ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｂ   20/00     　　　Ｇ
   Ｂ２９Ｃ   59/04     　　　Ｃ
   Ｇ１１Ｂ    7/26     ５０１　
   Ｂ２９Ｃ   33/38     　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/004    　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/09     ５０１　
   Ｂ２９Ｌ   11:00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月3日(2015.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒形状の石英ガラスからなり、
　内部歪みが、複屈折量で７０ｎｍ／ｃｍ未満であり、
　外周表面における円周方向の周期１０ｍｍ以下のうねりの振幅が、１００ｎｍ未満であ
る円筒基材。
【請求項２】
　前記内部歪みが、複屈折量で２０ｎｍ／ｃｍ以下である請求項１記載の円筒基材。
【請求項３】
　外周表面における円周方向の周期１０ｍｍ以下のうねりの振幅が、５０ｎｍ以下である
請求項１又は２記載の円筒基材。
【請求項４】
　前記請求項１乃至３のいずれか１項に記載の円筒基材と、
　前記円筒基材の外周表面に複数配列された凹部又は凸部からなる構造体と
　を備える原盤。
【請求項５】
　前記請求項１乃至３のいずれか１項に記載の円筒基材の外周表面にレジスト層を成膜す
るレジスト成膜工程と、
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　前記レジスト層に潜像を形成する露光工程と、
　前記潜像が形成されたレジスト層を現像する現像工程と、
　前記現像されたレジスト層のパターンをマスクとしてエッチングし、前記円筒基材の外
周表面に複数配列された凹部又は凸部からなる構造体を形成するエッチング工程と
　を有する原盤の製造方法。
【請求項６】
　前記露光工程では、前記レジスト層にレーザ光を照射して潜像を形成する請求項５記載
の原盤の製造方法。
【請求項７】
　前記露光工程では、熱リソグラフィーにより潜像を形成する請求項６記載の原盤の製造
方法。
【請求項８】
　前記エッチング工程では、ドライエッチングにより構造体を形成する請求項５乃至７の
いずれか１項に記載の原盤の製造方法。
【請求項９】
　前記請求項４項に記載の原盤の外周表面に光硬化樹脂層を密着させ、該光硬化樹脂層を
硬化させて剥離し、前記原盤の構造体を光硬化樹脂層に転写する光学素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　すなわち、本発明に係る円筒基材は、円筒形状の石英からなり、前記円筒形状の内部歪
みが、複屈折量で７０ｎｍ／ｃｍ未満であり、外周表面における円周方向の周期１０ｍｍ
以下のうねりの振幅が、１００ｎｍ未満であることを特徴とする。
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